PASION POR EDUCAR

Nombre del profesor: E.E.C.C/C.H. Marcos Jhodany Arguello
Galvez

Nombre de la alumna: Naomi Vazquez Pérez
Nombre del tema: Mapa conceptual
Cuatrimestre: Quinto

Fecha: 22/01/2025

Licenciatura: En enfermeria
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DISPOSITIVOS
BASICOS

C
(Bajo flujo )( Alto flujo > (

e Puntas nasales

e Mascarilla simple

e Mascarilla con
reservorio

ﬂuntas nasales a
hasta 6 litros y da
42% de F1IO2
¢ La mascarilla simple
es hasta 10 litros y
da 61% de FIO2

e La mascarilla con
reservorio es hasta

15 litros y da 81 %
de FIO2

e Mascarilla con
reservorio
o Mascairrilla
Ventimask
e Canulas nasales
de alto flujo

La mascarilla
Ventimask es hasta
15 litros y da 81% de
FIO2.

e Las canulas nasales
de alto flujo es hasta
15 litros y da 81% de
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DISPOSITIVOS
AVANZADOS

DISPOSITIVOS
AVANZADOS

anula de) Canula d
Rush Shiley

Para intubacién
endotraqueal

Para

I
Las P de

(intubacic‘)n )

Preparacién de material
Pre-oxigenacion
Pre- medicacion

Paso del tubo
Cuidados post
intubacion

traqueotomia

No

e ( Invasivos )
Invasivos

e RUSH

e SHILEY

Canulas o galas nasales
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Masearilla tipe Venturi  Mascarilla con reservorio

e CPAP (PRESION
POSITIVA CONTINUA
A LA VIA AEREA)

e«  BPAP(PRESION
POSITIVA BIFASICA A
LA ViA AEREA

Mascarilla simple Campana de oxigeno

== oy

Mascarilla de tragguesstomia



